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Abstract (en)
Cold gas spraying method uses a stream of gas to carry the coating particles (20) which has been compressed and then allowed to expand, cooling
it. The novelty is that the substrate (30) to be coated is heated. Independent claims are included for: (A) heating systems for the substrate as
described above; (B) cold gas spray plants fitted with the heating systems; and us of the method to produce coatings and mold components.

Abstract (de)
Um Verfahren zum Kaltgasspritzen, bei welchem Partikel (20) in einem insbesondere strahlférmigen Gas beschleunigt werden und mit hoher
Geschwindigkeit auf ein Substrat (30) auftreffen, wobei das Gas komprimiert sowie erwarmt und anschlieBend durch Entspannen in einer Dise
(10) beschleunigt wird und sich dabei abkihlt, so weiterzubilden, dass die zum Haften der Partikel (20) am Substrat (30) erforderliche kritische
Geschwindigkeit verringert sowie auf eine bessere Anbindung der Partikel (20) an das Substrat (30) erzielt werden kann, wird vorgeschlagen, dass
das Substrat (30) aufgeheizt (40) wird.
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